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Willkommen zur 20. Jubiliumsausgabe der AR NEWS, wir mochten Sie kiinftig auch gern tiber
die Weiterentwicklung des Unternehmens und seiner Forschungsprojekte informieren:

I. Resisthersteller weiter auf dem Weg zur Excellence

I.1 Allresist ist 2010 Deutschlands Kundenchampions

Es ist uns eine groBBe Freude und Ehre lhnen zu
verkiinden, dass Allresist am 3. Mai im
deutschlandweiten Wettbewerb ,,Kun-
denchampions 2010 den 12. Platz belegte.
Uber 300 Unternehmen beteiligten sich an
diesem Wettbewerb, 50 wurden von ihnen
ausgezeichnet, wir sind in diesem Ranking
weit vorn und erhalten das begehrte Siegel
"Deutschlands Kundenchampions 2010".

Unternehmen, die auf dem Weg sind, ein Kun-
denchampion zu werden, konnen sich bran-
cheniibergreifend an den Besten messen und
wertvolles Know-how zur Verbesserung ihres
Kundenbeziehungsmanagements innerhalb ei-
nes Benchmarkberichtes erlangen.

In der Kategorie unter 50 Mitarbeiter sind
wir sogar Dritter! Das ist in dem dienstleis-
tungsgepragten Wettbewerb fiir ein produ-
zierendes Unternehmen ein hervorragendes
Ergebnis. Von 50 Unternehmen erhielten le-
diglich 9 produzierende Unternehmen eine
solche Auszeichnung.

Laudatio auf der verliehenen Urkunde: ,Die
Auszeichnung steht fir ein herausragendes

Kundenbeziehungsmanagement und eine hohe
emotionale Kundenbindung. Der Kunde steht
fur das Unternehmen im Mittelpunkt allen un-
ternehmerischen Handelns.*

Wir bedanken uns herzlich bei allen unse-
ren Kunden, die im Rahmen dieses Wett-
bewerbs befragt wurden und ein
offensichtlich sehr positives Urteil Gber
uns abgegeben haben. Diese Auszeich-
nung ist uns Verpflichtung, unseren Servi-
ce noch weiter zu verbessern.

Allresist erhilt das Siegel ,,Deutschlands Kundenchampions 2010%.
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1.2 Geschiftsfiihrer der Allresist als Botschafter der Excellence unterwegs

Es ist uns eine groBe Freude, dass unsere Bemiihungen um eine nachhaltige Entwicklung unseres Un-
ternehmens auf der Grundlage des EFQM-Modells (European Foundation for Quality Management)
in den letzten Jahren so groBe Anerkennung gefunden hat. Wir leiten fir uns daraus die angenehme
Verpflichtung ab, den Qualititsgedanken in Deutschland zu stirken. Die beiden Geschiftsfuhrer Bri-
gitte und Matthias Schirmer sowie deren Tochter sind mittlerweile als Assessoren im Qualititspreis
Berlin-Brandenburg in den diesjihrigen Wettbewerb eingebunden. Uber die gemeinsame Mitglied-
schaft im Verein fur Qualititsférderung Brandenburg e.V. (VQB) und der Initiative Ludwig-Erhard-
Preis (ILEP) hinaus sind Brigitte Schirmer im Projektbeirat des VQB und Matthias Schirmer im Beirat
des iq Brandenburg engagiert. Hier geht es hauptsdchlich um Verbreitung der Idee der Qualitits-
Auszeichnung. Dieser von der IHK Ostbrandenburg initiierte Wettbewerb soll es vor allem kleinen
Unternehmen erméglichen, sich mit dem Qualititsgedanken auseinanderzusetzen.

Aber auch bei unseren vielfiltigen Teilnahmen bzw. Ausrichtungen von Qualitits-Workshops und -
Veranstaltungen kénnen wir einem interessierten Publikum unsere guten Erfahrungen mit der Exzel-
lenz vermitteln. Als Wirtschaftsminister Ralf Christoffers am 21. April 2010 die Aktivititen zur Eu-
ropawoche (03. bis 09.05.10) in Brandenburg im Rahmen einer Pressekonferenz erliuterte,
unterstitzte ihn Herr Schirmer mit der Schilderung der guten Ergebnisse bei der EFRE-Forderung
(Europdischen Fonds fir regionale Entwicklung) und der Wichtigkeit der Verbreitung des Qualitits-
gedankens in Deutschland.

< Gern geben wir lhnen ausfiihrlichere Informationen zum EFQM-Modell. Sprechen Sie uns bitte an.

2. Spriihlack-Serien fiir unterschiedliche Topologien

Die bisher verfugbaren Sprayresists sind fur extreme Topologien ausgelegt, d.h., es kénnen auch
senkrechte Siliziumgraben mit Resist bedeckt werden. Diese ausgezeichnete Eigenschaft hat je-
doch ihren Preis: Die Oberfliche des Lackes ist sehr rau, so dass reflektorische Schichtdicken-
messungen ohne Nachbehandlung nicht durchgefiihrt werden konnen. Ebenso tritt eine starke
,Kugelchen-Bildung* auf, der Lack trocknet so schnell, dass ein groBer Anteil von Tropfen beim
Auftreffen auf das Substrat schon trocken ist. Dadurch bilden sich kleine Kugeln auf der Oberfla-
che, die viele nachfolgende Prozesse storen. Durch die Verwendung hochfliichtigen Acetons kann
es zusitzlich zur Gasbildung in der Lackleitung des Spraycoaters kommen, die eine gleichmiBige
Beschichtung erschwert.

Dies war uns Motivation, unsere Spriihlacke weiter zu optimieren. Herr Lutz Niiske vom Fraunho-
fer IPMS Dresden, machte mit modifizierten Mustern weitere Versuche am Suss-Spraycoater ,,Gam-
ma Altaspray“. Die Versuche wurden an gedtzten Siliziumwafern mit 54 ° Boschungswinkel (Tiefe
300 - 400 pm) durchgefuhrt. Die Losemittelzusammensetzung wurde sukzessive weniger fliichtig
gestaltet, auf Aceton wurde ganz verzichtet. Dadurch ergaben sich deutlich verbesserte Oberfld-
chen, die eine reflektorische Schichtdickenmessung zulieBen. Die Neigung zur ,Kugelchenbildung*
war sehr viel geringer ausgepragt. Trotzdem gelang eine vollstindige und ausreichende Bedeckung
der Wafertopologien. Bei Schichtdicken von 3 — 5 pm wurde eine Auflésung von | — 2 pm erreicht.

Gute Lackoberfliche bei volliger Bedeckung aller Auflésungstest des Negativresists SX AR-N 2250/1.1
Topologien - Positivresist SX AR-P 1250/25.2 Schichtdicke 5 pm, hohe Empfindlichkeit
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Siiss-Spraycoater Positivresist Negativresist

»Gamma Altaspray*‘ SX AR-P 1250/25.2 SX AR-N 2250/1.1
Lackfluss 25 Tropfen/min 40 Tropfen/min
Armgeschwindigkeit 75 mm/s 90 mm/s
N, - Druck 0,9 bar 0,9 bar
Dusenhohe 20 mm 20 mm
Belichtung Nikon-Stepper B14, i-Line, NA = 0,65 | Nikon-Stepper Bl4, i-Line, NA = 0,65
Empfindlichkeit (Schichtdicke) | 200 mj/cm? (5 pm) 70 mj)/cm? (5 pm)
Entwicklung AR 300-44, 4 x 60 s Puddle AR 300-44, 4 x 60 s Puddle
Minimale Auflosung 1,2 ym [,4 ym

Die Versuche werden fortgesetzt. Wir werden in Kiirze jeweils eine Serie fiir Positiv- und Negativ-
lacke fiir unterschiedliche Topologien und ebene Substrate anbieten. Fiir folgende Anwendungen
planen wir Resist:

senkrechte Graben: AR-P 1210 (positiv) ; AR-N 2210 (negativ)
gedtzte 54° Boschungen: AR-P 1220 (positiv) ; AR-N 2220 (negativ)
ebene Wafer: AR-P 1230 (positiv) ; AR-N 2230 (negativ)

Diese konnen aufgrund ihrer unterschiedlich eingestellten Trocknung auch schneller auf differenzier-
te Anforderungen von Spraycoatern anderer Hersteller eingestellt werden.

< Wir bieten allen Kunden und Interessierten an, sich jetzt an der Erprobung der neuen Sprihre-
sists zu beteiligen. In dieser Optimierungsphase besteht verstirkt die Moglichkeit, auf Sonderwiin-
sche oder Problemstellungen einzugehen.

3. Optimierung des Dicklackes AR-P 3220

Durch die stindige Weiterentwicklung der Mikrosystem-Technologien steigen auch die Anforderun-
gen an Photoresists. So haben wir mit der Optimierung unserer positiven Dicklacke begonnen. Die
Zielstellungen sind dabei eine sehr gute Performance der Resiststrukturen (senkrechte Flanken, vor
allem fur galvanische Prozesse), eine hohe Transparenz der Schicht bei der Belichtungswellenlinge
(fur hohe Schichtdicken) und eine gute Eignung fiir galvanische Bader (kein ,,Ausbluten®). Unterstiitzt
werden wir bei diesen Arbeiten vom Institut fur Physik der Martin-Luther-Universitit Halle unter
Leitung von Herrn Professor Dr. Georg Schmidt.

Aufbauend auf unsere langjihrige Erfahrung wurden die bewihrten Rezepturen durch neue Rohstof-
fe modifiziert. Erste Ergebnisse zeigen deutliche Fortschritte. Der SX AR-P 3220/20 (siehe Abbil-
dung) verfligt tber eine sehr gute Strukturqualitit. Die durch die Bestandteile erhchte Transparenz
der Resistschicht sollte die Ubertragung der guten Performance auf hohere Schichtdicken gewihr-
leisten. Die Arbeiten haben erst vor kurzem begonnen, auch hier méchten wir Sie aufrufen, sich mit
Ihren Wiinschen und Ideen an diesem Projekt zu beteiligen.
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7-pm-Strukturen mit dem SX AR-P 3220/20 bei einer Schichtdicke von 10 pm, Entwickler AR 300-26

4. Entwicklung eines Einlagen-Lift-off-Systems auf Basis des AR-N 4450
Bericht: Dipl. Ing. Klaus-Dieter Preuf3

Mit vielen unserer langjahrigen Kunden fuhren wir gemeinsame Produktentwicklungen durch.

An dieser Stelle lassen wir Herrn Preu3 vom CiS Institut fir Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH
zu Wort kommen, der verschiedene Lift-off-Techniken gemeinsam mit uns entwickelt hat. Uns ver-
binden bereits seit 1993 enge Kooperationen.

Bericht:

Im Rahmen der langjéhrigen Zusammenarbeit zwischen der Allresist GmbH und dem CiS Institut fur
Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH wurde fir anspruchsvolle Lift-off-Techniken im Jahre 2005
ein Zweilagen-System gemeinsam entwickelt.

Als Bottom-Layer wird das Polymer AR-P 5460 aufgeschleudert und getrocknet. Als Top-Layer wird
der Standard-Positivresist AR-P 3540 MIF verwendet. Die Entwicklung erfolgt mit dem Standard-
entwickler AR 300-475. Durch die sensitometrische Abstimmung zwischen AR-P 5460 und AR-P
3540-MIF kann tber eine kontrollierte Auflésungsgeschwindigkeit der ,Unterschnitt* der Lackkan-
ten mit Zeitdauer des Entwicklungsschrittes festgelegt werden (Abb. | - 3).

Abb. |  Entwicklungszeit 25s Abb. 2 Entwicklungszeit 60s | Abb. 3  Entwicklungszeit 120s
0,8 pm Unterschnitt 2,0 ym Unterschnitt 5,2 ym Unterschnitt

Allerdings lassen sich die unterschiedlichen Lift-off-Geometrien nicht beliebig gestalten. Bei einer
gewiinschten Stegbreite von 2,0 ym wiirde bei einer Entwicklungszeit von 25 s und dem damit ver-
bundenen Unterschnitt von 0,8 pym je Kante nur ein FuB von 0,4 pm ubrig bleiben, was in der Regel
zum Umfallen der Struktur fiihrt.

Betrachtet man die Herstellung von Lift-Masken unter dem Aspekt einer einfachen und kostengtins-
tigen Herstellungstechnologie, so entsteht automatisch die Frage nach dem Einsatz von ,Einlagen-
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Lift-off-Systemen®. In der Vergangenheit standen leider solche Einlagen-Lift-off-Systeme mit entspre-
chend unterschnittenen Kanten nicht zur Verfiigung.

Fur verschiedene Strukturierungsaufgaben innerhalb der Mikrosystemtechnik wurde ein Einlagen-
Lift-off-System mit einer minimalen Auflésung von groBer 5,0 um gesucht.

Da anfingliche Versuche mit einer Modifikation unseres Standard-Positivresist AR-P 3540-MIF fir
solche Anwendungen leider ergebnislos verliefen, wurden im Zeitraum September 2008 bis Februar
2009 verschiedene Resistproben der Firma Allresist GmbH getestet und beziiglich einer Eignung als
Einlagen-Lift-off-Systeme untersucht.

Neben der Ermittlung des Fotochemischen Parameterfeldes (FCPF) wurden die Lackkanten durch
REM-Aufnahmen charakterisiert.

Im Ergebnis konnte mit diesen Resistmustern bei einer Drehzahl von 4000 rpm eine Lackdicke von
ca. 2,0 pym erreicht werden. Durch Optimierungen innerhalb des FCPF wurden typisch unterschnit-
tene Lackkanten wie in den Abbildungen 4 - 9 realisiert.

CiS-M AR-N 4450/10.1 CiS-M AR-N 4450/10 ——10 ym —|

Abb. 4 AR-N 4450/10.1 |Abb. 5 AR-N 4450/10.4

CiS-M AR-N 4450/10.1 7 Lackmaske TS FC 05 2008-01-23

Abb. 6 AR-N 4450/10.1 | Abb. 7 AR-N 4450/10.1
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5K AR-N445010.6 SX AR-N445010.6

Abb. 8 AR-N 4450/10.6 |Abb. 9 AR-N 4450/10.6

Der Lift-off-ProzeB 4Bt sich mit Aceton bei Raumtemperatur innerhalb von wenigen Sekunden
durchfiihren je nach dem ,,zu liftenden® Schichtsystem. Problemlos konnten diinne Metall- und
Edelmetallschichten mit einer Dicke von weniger als 30 nm innerhalb von 20 Sekunden ,.geliftet
werden.

Die beschriebene Technologie kann an interessierte Kunden in Form von Dienstleistungen durch
das CiS Institut fur Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH zur Verfugung gestellt werden.

Wir hoffen Ihnen mit der Vorstellung der Entwicklungsarbeiten Anregungen gegeben zu haben
und freuen uns auf eine konstruktive und kreative Zusammenarbeit.

Die nichste Ausgabe der AR NEWS werden wir Ihnen wieder im Oktober 2010 vorstellen.

Bis dahin wiinschen wir Ihnen und uns viel Erfolg.

Strausberg, 04.05.2010

Matthias & Brigitte Schirmer

Im Team der Allresist

Allresist GmbH - Am Biotop 14 - 15344 Strausberg - Tel 03341/3593 - 0 - Fax 03341/3593 - 29 - e-mail info@allresist.de - www.allresist.de 6




